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Sposéb otrzymywania siarki ptatkowanej

Przedmiotem wynalazku jest sposéb otrzymywania siarki w postaci ptatkéw, tak zwanej siarki ptatkowa-
nej.

Znany jest sposob otrzymywania siarki pltatkowanej , polegajacy na wprowadzaniu obracajacego si¢
chtodzonego przeponowo bebna do wanny z ciekta siarka. Sposobem tym otrzymuje si¢ siarke ptatkowana
o niewielkiej grubosci, do okoto 1,5 mm, charakteryzujaca si¢ niedostateczng wytrzymatoscia mechaniczng.
Niewielka grubo$é¢ ptatkéw powoduje ich kruszenie si¢ podczas transportowania i powstawanie do$¢ znacznych
ilosci drobnych okruchéw i pytéw.

Zmniejszenie szybkosci obracajgcego si¢ bebna, lub gigbsze jego zanurzenie w ciektej siarce, to jest
przedtuzenie czasu przebywania w kapieli siarkowej zanurzonego sektora bebna, powoduje tylko nieznaczne
zwigkszenie si¢ grubosci ptatkéw, maksymalnie do 2 mm, a jednoczesnie istotne zmniejszerie si¢ jednostkowej
wydajnosci bebna. Fakt ten zwigzany jest ze stabym przewodnictwem cieplnym siarki, a przede wszystkim
z bardzo silnie wystepujaca tendencja siarki do tworzenia roztworéw przechtodzonych. W tych warunkach na
powierzchni bgbna tworzy si¢ jedynie cienka warstewka zestalonej siarki, na ktérej dalsze narastanie- siarki
odbywa si¢ niezwykle powoli, a po powierzchni wynurzajacego si¢ z kapieli bebna sptywa z powrotem do wanny
ciek?a siarka. ’

Stwierdzono, ze mozna uniknaé przechtadzania cieklej siarki iuzyskaé¢ na powierzchni bgbna grubg
warstwe zestalonej siarki, a w konsekwencji i siarke ptatkowang o praktycznie dowolnej grubosci ptatkéw, bez
zmniejszania a nawet zistotnym wzrostem wydajnosci jednostkowej bebna, jedli do wanny z ciekla siarka
wprowadza si¢ intensywnie mieszajac rozdrobniong siarke, inicjujac w ten sposob intensywny proces zestalania
w bezposredniej bliskosci chtodzonej powierzchni bebna, oraz zwigkszajac lepko$é otrzymanej w ten sposéb
zawiesiny. Utrzymywanie temperatury cieklej siarki na poziomie okoto 120° i przeponowe ogrzewanie $cian
wanny powoduje iz proces zestalania odbywa si¢ w warunkach zwigkszonej lepkosci siarki jedynie na chtodzonej
powierzchni bgbna.

Sposéb wedtug wynalazku jest procesem ciagtym i polega na wprowadzaniu rozdrobnionej siarki w stanie
statym wilosci 0,1-10% wagowych do intensywnie mieszanej siarki cieklej, o temperaturze okoto 120°,
znajdujacej si¢ w ogrzewanym otwartym zbiorniku, nad ktérym obraca si¢, cze$ciowo zanurzony w siarce beben
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chtodzony od $rodka wods. Beben ten przed zanurzeniem w kapieli siarkowej zwilzany jest parg wodns, celem
ulatwienia odrywania si¢ zestalonej warstwy siarki od jego powierzchni. Otrzymywanie ptatkéw o pozqdanej
grubosci, utrzymywanie temperatury cieklej siarki w poblizu temperatury jej krzepnigcia i wytwarzanie zarodni-
kéw krystalizacji niezbednych do mtensywnego przebiegu procesu jest uzaleznione. od ilofci dozowanej
rozdrobnionej siarki statej.

Sposéb wedtug wynalazku pozwala na otrzymywanie w opisanych warurikach za pomocg zmian szybkosci

~obrotéw bebna, siarke platkowang o dowolnej praktycznie grubosci ptatkéw, w tym ptatkéw o optymalne;j
grubosci okoto 5 mm, ktdre charakteryzujg si¢ szczeglnie dobrymi wtasnosciami mechanicznymi i nie ulegaja
kruszeniu podczas ich przetadunkdw i transportowania.

Sposéb wedtug wynalazku pozwala na otrzymywanie produktu, ktéry ze wzgledu na swoje wtasnosci
mechaniczne eliminuje prawie catkowicie mozliwo$¢ powstawania pytéw siarki zanieczyszczajacych atmosfere
w rejonach sktadowisk przetadunkéw siarki, zapobiega stratom i wtémym zameczyszczemom siarki.

Przyktad I. Do wanny napelnionej cieklq siarkq o temperaturze 120° dozuje si¢ w sposéb ciagty
siarke¢ ciekla i rozdrobniong siarke statg, te ostatnig w ilosci 0,1% wagowych, tak aby utrzymywaé staty poziom
kapieli siarkowej w wannie. Przy predkosci obwodowej bebna 20,5 cm/sek otrzymuje si¢ ptatki siarki o grubosci
okoto 5 mm w ilosci 539 kg/godz. _

Przyktad II Do wanny napetnionej ciekla siarka o temperaturze 120° dozuje si¢ w sposéb ciagty
siarke ciekty i rozdrobniong siark staty, te ostatnig w ilosci 10% wagowych, tak aby utrzymywad staty poziom
kapieli siarkowej w wannie. Przy predkosci obwodowej bgbna 68 cm/sek otrzymuje sie ptatki siarki o grubosci
okoto 5 mm w iloéci 1790 kg/godz.

Zastrzezenie patentowe
Sposéb otrzymywania siarki ptatkowanej przez zestalanie ciektej siarki na powierzchni chtodzonego

obracajgcego si¢ bebna zanurzonego czgsciowo w ciektej siarce, znamienny tym, ze przed procesem zestalenia do
ciektej siarki wprowadza si¢ rozdrobniong statq siarke¢ w iloéci 0,1—10% wagowych.
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